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2) 再付着効果を 2 次元モデルにより解析し，パターン断面形状に関する知見を得た。
3) レジスト材料をマスクに用いると，再付着効果のため， レジスト端部の加工速度が加工材料に依存
して変化する。このため，加工に最適なレジスト膜厚 Ho は加工膜厚 d と加工材料のスバッタ率 S (8) 
日 (8p)





























どのサプミクロン加工技術を開発し，それらの結果に基づき， 256 K bit 磁気バブルメモリ素子，周
期 0.5._ 1μmの電極指を有する1.8"__'0.9 GHz 帯で世界最高性能の表面弾性波フィルターなどの開発に
成功した。
乙のように，本研究は微細加工技術の進歩に貢献するところ大であり，よって本論文は工学博上論文
として価値あるものと認める。
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